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有機分子などを用いた生体分子薄膜を利用した新たなデバイスを考えるとき、表面に分子を固定化し

た場合の基礎的物性は界面の結合状態に非常に大きく左右される。そのため、界面の情報を知ることは

必要不可欠である。今回、金とイオウ界面に注目し、SH と S 化合物の金表面上での界面状態の違いを

詳しく検討するために、金表面上に L-システインの多分子層・単分子層およびチオフェン単分子層の異

なる 3 種類の界面状態を作成して、KEK-PF BL27A にて軟Ｘ線吸収分光法(NEXAFS)およびＸ線光電

子分光法(XPS)による比較検討を行った。 
チオフェン単分子層の NEXAFS スペクトル（図(1)の(a)）では、共鳴吸収ピークが 2475 eV(ピーク

A)に観測されるが、L-システイン単分子層のスペクトル（(1)の(b)）ではこの吸収ピークは 9 eV エネル

ギーが高い 2484 eV に観測された（ピーク B）。またチオフェン単分子層 XPS スペクトル（図(2)の(a)）
においては、S 1s ピークが 2472eV(ピーク A)および 2473.4eV(ピーク B’)に観測されるが、L-システイ

ン単分子層（(2)の(b)）では、S 1s ピークが 2472eV(ピーク A)および 8 eV 高結合エネルギー側に化学

シフトした位置（ピーク B）に現れることを確認した。この界面の結合状態は、チオフェン単分子層と

は大きく異なっている。比較のため、金以外の基板（今回は導電性 ITO 基板）との界面について調べる

と、Ｌ-システインでは、NEXAFS、XPS ともに化学シフト(ピーク B)は認められなかった。つまり、

吸収エネルギーの変化および大きな化学シフトは、L-システイン単分子層の S - Au 界面にのみ起こって

いることが分かった。この現象は、S -Au 界面では電子供与が一般的な sulfide（S2-）とは逆に、S→Au
の方向に起こることにより S 原子が[δ+]、Au 原子が[δ-]の状態になるためと考えられる。S 化合物の

化学シフトは最大でも約 6 eV であることから、今回観測された 8 eV もの非常に大きな化学シフトは、

S-Au による特異な結合によるものと考えられる。 
 


